Solution for researching

Maquina De Diamante Mpcvd Com Ressonador De Jarro De Sino

Para Laboratorio E Crescimento De Diamante
Numero do item: KTMP315

Sistema de micro-
ondas

Cémara de reagao

Suporte de
amostras

Sistema de fluxo
de gas

Sistema de
arrefecimento

introducao

Obtenha peliculas de diamante de alta
gualidade com a nossa maquina MPCVD com
ressonador de jarro de sino, concebida para
laboratério e crescimento de diamantes.
Descubra como a Deposicao de Vapor Quimico
por Plasma de Micro-ondas funciona para o
crescimento de diamantes usando gas
carbénico e plasma.

Saiba mais

Frequéncia de micro-ondas 2450+15MHZ,

Poténcia de saida 1[JL0 KW continuamente ajustavel

Estabilidade da poténcia de saida de micro-ondas: <*1%

Fuga de micro-ondas =2MW/cm2

Interface de guia de onda de saida: WR340, 430 com flange padréo FD-340, 430

Fluxo de &dgua de arrefecimento: 6-12L/min

Coeficiente de onda estaciondria do sistema: VSWR = 1,5

Ajustador manual de micro-ondas de 3 pinos, cavidade de excitagdo, carga de alta poténcia
Fonte de alimentacdo de entrada: 380VAC/50Hz + 10%, trifasico

Taxa de fuga de vacuo <5 x 10-9 Pa .m3/s

A pressédo limite é inferior a 0,7 Pa (configuragdo normalizada com um vacuémetro Pirani)

O aumento da pressdo da cdmara nédo deve exceder 50Pa apds 12 horas de manuteng&o da pressao

Modo de funcionamento da camara de reagdo: Modo TM021 ou TM023

Tipo de cavidade: Cavidade ressonante em borboleta, com uma poténcia méxima de suporte de 10KW, fabricada em acgo inoxidavel 304, com
camada intermédia arrefecida a 4gua e método de vedagdo com placa de quartzo de elevada pureza.

Modo de entrada de ar: Entrada de ar uniforme anular superior

Selagem a vacuo: A ligagdo inferior da cdmara principal e a porta de injegao sdo seladas com anéis de borracha, a bomba de vacuo e os foles
sdo selados com KF, a placa de quartzo é selada com um anel C metalico e o resto é selado com CF

Janela de observagao e de medicdo da temperatura: 4 portas de observagao

Porta de carregamento de amostras na frente da camara

Descarga estavel dentro da gama de pressao de 0,7KPa~30KPa (a pressdo de alimentagdo deve ser igualada)

Diametro da mesa de amostras =70mm, area de utilizagdo efectiva =64 mm
Estrutura sanduiche refrigerada a dgua da plataforma da placa de base
O suporte da amostra pode ser levantado e abaixado uniformemente eletricamente na cavidade

Disco de ar para soldadura de todos os metais

Devem ser utilizadas juntas de soldadura ou VCR para todos os circuitos internos de gas do equipamento.

Medidor de caudal MFC de 5 canais, H2/CH4/02/N/Ar. H2: 1000 sccm ;CH4:100 sccm; 02: 2 sccm; N2: 2 sccm; Ar: 10 sccm
Pressdo de trabalho 0,05-0,3MPa, precisdo +2%

Controlo independente da vélvula pneumética para cada canal do medidor de caudal

3 linhas de arrefecimento a 4gua, monitorizagdo em tempo real da temperatura e do caudal.
O caudal de &gua de arrefecimento do sistema é < 50L/min
A pressao da agua de resfriamento é <4KG e a temperatura da agua de entrada é de 20-25 °C.
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o O termometro infravermelho externo tem uma faixa de temperatura de 300-1400 °C

« Precisdo do controle de temperatura <2 °C ou 2%

« Siemens smart 200 PLC e controle de tela de toque sdo adotados.

« O sistema possui uma variedade de programas, que podem realizar o equilibrio automatico da temperatura de crescimento, controle preciso da
pressao do ar de crescimento, aumento automatico de temperatura, queda automatica de temperatura e outras fungdes.

« A operagao estavel do equipamento e a protegao abrangente do equipamento podem ser alcangadas através da monitorizagdo do fluxo de agua,
temperatura, pressdo e outros parametros, e a fiabilidade e seguranca da operacdo podem ser garantidas através do encravamento funcional.

« Sistema de monitorizagao central
« Poténcia de base do substrato
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